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Sposéb wytwarzania fotomasek do trawienia dwustronnego

Lo Przedmiotem wynalazku jest sposob wytwarzania fotomasek, do trawienia dwustronnego, powszechnie
stosowanych w przemysle elektronicznym i precyzyjnym. :
Dotychczas wytwarzano fotomaski sktadajgce sie z dwu czesci (obraz i jego odbicie lustrzane) wykorzystu-
jac dwa arkusze filmu. Po ich naswietleniu kazdego z osobna i obrdce fotograficznej, arkusze filmu pasowane s3
ze sobg znanymi sposobami. Pasowanie par fotomasek jest czynnoscig zmudng i bardzo pracochtonng. Wymaga
4 przy tym stosowania odpowiednich przyrzadéw jak: specjalne przystosowany mikroskop, stot swietlny itp.
Urzadzenia te wprowadzajg pewne przesuniecia par fotomasek wzgledem siebie, co w efekcie zmniejsza
dok+tadnosé wymiaréw przedmiotu trawionego i przyczynia sie do powstawania duzej ilosci brakéw.
. Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania fotomasek, pozbawionego powyzszych wad
3 i niedogodnosci. W sposobie postepowania wedtug wynalazku obie czesci fotomaski wykonuje si¢ z jednego
: arkusza filmu fotograficznego. Najpierw wykonuje sie w znany sposob jedng czes$¢ fotomaski, a nastgpnie po
ztozeniu emulsja do emulsji cze$¢ ta stuzy jako wzor do wytworzenia czesci drugiej. Precyzje pasowania mozna

‘5‘ . - dodatkowo zwiekszy¢, przez umieszczenie w miejscu zglema arkusza filmu, przedmiotu o grubosci ksztattki
' ~ trawionej. .
3 Zaletg sposobu postepowania wedfug wynalazku jest mozliwos¢ otrzymania pary fotomasek idealnie do

sibie pasujgcych. Dzieki temu uzyskuje sie maksymalng precyzje w wykonywaniu przedmiotu wytrawianego.
Sposéb ten znacznie zmmejsza pracochtonno$é procesu, praktycznie nie daje brakow oraz eliminuje stosowanie
specjalnych urzadzen.

Do wytwarzania fotomasek uiywa sig filmu o duzym kontrascie i niekurczliwym podtoZu, najczesciej
poliestrowym oraz gestosci- optycznej miejsc zaczernionych powyzej 3. Wzér do kopiowania uktada si¢ na jednej
czesci filmu, przy szczelnie zastonietej czesci drugiej. Po kopiowaniu Swiattem punktowym, naswietlong cze$c
filmu obrabia sie metodg fotograficzng w znany sposob. Nastepnie obrabiana czesé filmu stuzy jako wzorzec do
wykonania drugiej czesci fotomaski. Arkusz filmu sktada sie na potowe, emulsjg do emulsji z tym, ze miedzy
obie czesci wktada sie przedmiot o grubosci ksztattki trawionej. Nastepnie przeprowadza sig naswietlanie
i obrébke fotograficzng drugiej czesci fotomaski.
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1. Sposdb wytwarzania fotomasek, znamienny tym, Ze na arkuszu filmu fotograficznego wykonuje
sie jedng cze$c fotomaski, a nastepnie po ztozeniu filmu wykoruje sig czes$¢ druga, przy czym czgsé pierwsza pa
przeprowadzonej obrébce stanowi wzér do wytworzenia drugiej czgéei fotomaski.

2. Sposdb wedtug zastiz. 1, znamienny tym, ze podezas skiudania arkusza filmu fotograficziego,
umieszcza sie w miejscu gdzie ma nastapi¢ zgiecie, przedmiot o grubosci ksztattki trawionej.
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